
Ⅰ. 서론

1. 연구의배경

세계각국은NT, BT, IT와같은신기술분야에대한연구개

발투자시정부가주도적으로 정책을 추진하고있으며, 우리

나라도정부연구개발연구비에서 신기술이 차지하는 비율이

급증하고있는추세이다. 신기술의특성상투자를일관성있

게수립하고선택과집중을통한효율성을높이기위한사전

전략이필요하나, 신기술이갖는기술적불확실성때문에전

략적목표설정과가치평가가어려운실정이다.

최근핵심기술을미리확보하기위한전략적선택을할수

있는 도구로써주로 전문가 의견에 기반을 둔 기술로드맵

(TRM) 등의 방법이제시되어왔으나, 이는대부분전문가의

직관과경험에의존해서작성되므로조직이나개인의이해관

계또는학연등의편협한시각으로인해객관적인평가가이

루어지지않고있으며, 과도한시간소요와소수전문가의지

나친 의존으로 인해 왜곡된판단 등의개연성이 많고, 특히

N T분야는다학제간의학문이고이로인해융합화가특징적

으로나타나는신기술이므로해당기술에대한적합한전문

가를찾기도어려운실정이다.

이러한이유로특허라는객관적인지표를활용하여연구기

획을 하는 추세가 국내·외에서매우 활발하게 진행되고 있

다. 따라서이러한객관적인지표를통해신기술인N T분야의

연구개발방향을역추적하는것은시기적으로매우적절하

다 하겠다. 이와관련하여우리정보원에서「N T분야특허분

석」을수행하였으며, 본기고에서「N T분야특허분석」최종보

고서를일부발췌하고자한다.

2. 분석의기준

「N T분야특허분석」에서는2003. 12. 31까지공개및등록

된한국, 일본, 미국, 유럽, 국제특허를검색하여분석을수행

하였다. 분석대상특허건수는다음과같다.

또한, NT분야를크게4개의대과제, 세부로는1 5개로세분

화하여분석을수행하였으며, 본기고에서는4개의대과제인

나노소자, 나노소재, 나노바이오·보건, 나노기반·공정 분야

를중심으로전세계의N T분야연구개발성과와우리의국제

경쟁력에대하여점검하고자한다.

Ⅱ. 전세계N T분야의성과

1. 전세계N T분야연구개발추이

미국특허, 일본특허, 유럽특허및 한국특허로본 연구개발

추이2 )는매우급격한상승세를보이고있다. 특히 ' 9 0년대후

반부터전세계적으로증가추세를보이고있으며, 특히한국

과일본의특허출원증가가두드러지고있다. 한국의경우삼

성SDI, 일진나노텍등의기업부문에서나노소자분야에대한

특허출원이급증하고있기때문인것으로분석되었다. 일본

의 경우 Japan science & Technology corp.(일본과학기술진

흥기구) 등의공공기관부문의특허출원이증가하고있으며,

특허정보전략팀
이정운

N T분야연구개발
성과분석

1) 유럽(EPO) 유럽( E P O )의출원건수는E P O내에출원된특허만을대상으로하였으며, EPC contracting states 개별국의특허청에출원된특허는포함되지않음

2) 한국, 일본, 유럽은특허법상출원일로부터1 8개월후특허를공개하는특허공개제도를채택하고있어2 0 0 2 ~ 2 0 0 3년의출원동향을알기어려우나, 최근특허동향

을살펴보기위해특허청의정보제공으로한국특허에대해서는출원추이를점선으로표시함

<표1. 분석대상특허> 

데이터구분 국가 분석기간 분석대상특허건수

출원데이터

등록데이터

한국

일본

유럽( E P O )1 )

미국

2 , 3 8 6

6 , 3 7 6

6 , 0 3 1

2 2 , 0 5 2

' 9 1 ~ 2 0 0 1년

' 9 1 ~ 2 0 0 3년
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나노소자와나노소재분야에대한특허활동이활발해졌기때

문인것으로파악되었다.

또한, 한국전체특허는 ' 9 2년부터내국인의특허출원이외

국인을 앞서지만(한국의 특허동향 2004) NT분야의 경우

2 0 0 0년부터본격적으로내국인이외국인보다특허출원이활

발해지고 있는 것으로 나타났다. 주요 외국인으로는미국

(18.4%), 일본(12.7%), 독일(6.3%), 프랑스( 6 . 8 % )로 특허점유

율이 4 4 . 2 %이며 내국인전체 특허점유율( 4 7 . 8 % )과 비슷한

특허점유율을보이고있는것을알수있다.

앞서살펴본N T분야연구개발추이를구간별로살펴보면,

'91~'94, '95~'98, '99~2001년의3개구간모두에서한국특허

전체연평균증가율보다4배이상높은증가율을보이고있는

것을알 수 있다. 특히최근( ' 9 9 ~ 2 0 0 1년) 일본의연평균증가

율이큰폭으로상승하고있는것으로보아일본의최근N T

분야연구개발투자가매우활발한것을알수있다.

미국에서 N T분야 특허의구간별연평균증가율을 살펴보

면약 1 5 %이상의증가를보이고있으며, 특히최근( 2 0 0 1~ 2 0 0 3

년) 미국전체등록특허의연평균증가율대비N T분야연평균

증가율이약7배정도의격차를보이고있음을알수있다.

2. 전세계N T분야특허전략과국가별성과

국가별특허출원(등록) 현황을살펴보면한국출원인(특허

권자)은 특허 3극인 미국에서 1 . 0 % ( 2 1 7건), 일본에서

1 . 3 % ( 8 6건), 유럽에서1 . 0 % ( 5 9건)대의특허점유율을차지하

고있으며, 분석대상국가중에서미국출원인(특허권자)은주

요국에서높은특허점유율을차지하고있다. 일본출원인(특

허권자)은미국에서1 4 . 2 % ( 2 , 5 5 4건), 유럽에서22.7% (1,372

건)의특허점유율을차지하고있으며, 유럽출원인(특허권자)

은 한국에서특허3극(미국, 일본, 유럽) 중미국( 1 8 . 4 % )보다

다소높은특허점유율( 1 8 . 6 % )을 차지하고있는것으로나타

났다. 미국은N T분야에서특허출원(등록)을선도하고있으나

우리나라의경우특허 3극에서약 1 %대의저조한특허점유

율을보임으로써N T분야의지적재산권(IPR) 획득을위한대

책이필요한것으로분석되었다.

<그림1. 전세계주요국의연도별특허출원(등록) 동향> 

<그림2. 한국의내·외국인별N T분야특허동향> 

<그림3. 한국·일본·유럽에서의N T분야연평균증가율> 

<표2. 미국에서의N T분야연평균증가율> 

연평균증가율( % ) -등록년도

' 9 1 ~ ' 9 6

3 . 2

1 5 . 0

미국전체

N T분야

' 9 7 ~ ' 0 0

9 . 5

1 8 . 4

2 0 0 1 ~ 2 0 0 3

2 . 5

1 7 . 4
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출원(등록)대상국가의국적별특허건수를비교한결과한

국은국내에서1위, 미국에서7위, 일본에서4위, 유럽에서1 1

위의특허출원(등록) 순위를갖는것으로나타났으며, 전세계

의가장많은특허를출원(등록)한국가는미국, 일본, 프랑스,

독일로상위선두그룹을형성하고있으며, 연구개발추격국

가로는영국, 캐나다, 스위스, 네덜란드, 한국, 대만등으로나

타났다.

또한, NT분야의참여연구주체수를구간별로살펴보면, 한

국은최근들어기업, 공공기관및대학의연구개발참여도가

타국가에비해매우급증하는추세를보이고있는것으로나

타났다. 1구간에서 2구간동안 해외에서 국내에 특허출원(등

록)한 외국기관수는 한국, 미국, 일본, 유럽이 각각 3 9 1개,

9 7 5개, 32개, 228개이지만, 한국의경우과거에1 1 8개에 불

과하던외국기관수가최근에는5 0 9개로약 4배이상의증가

를보이고있는것으로나타나최근들어N T분야에참여하고

있는연구주체수가매우급증하고있는것을알수있다.

기술 분야별로 집중하고 있는 특허전략분야를 살펴보면,

한국과일본은나노소자분야에서미국, 일본, 유럽을대상으

로상대적특허활동이활발한것으로나타났다.

나노소재분야는일본과유럽에서상대적인특허활동이활

발하지만, 바이오·보건분야및 나노기반·공정분야는전반

적으로 특허활동이부진한것으로나타났다. 미국은 나노소

재분야에서 전 세계 주요국을 대상으로 활발한 특허활동을

보여주고있으며, 유럽의경우나노바이오·보건분야가특화

기술로나타났으며특히일본과한국에서의특허활동이활발

한것으로조사되었다.

<표3. 전세계각국에출원(등록)된출원인국적별특허동향> 

미국(등록) 일본 유럽 한국

미국

일본

유럽

한국

그외국가

전체

1 5 , 2 2 1

( 6 9 . 0 % )

3 , 1 4 1

( 1 4 . 2 % )

2 , 5 5 4

( 1 1 . 6 % )

2 1 7

( 1 . 0 % )

9 1 9

( 4 . 2 % )

2 2 , 0 5 2

( 1 0 0 % )

2 9 0

( 4 . 5 % )

5 , 7 5 2

( 9 0 . 2 % )

2 3 0

( 3 . 6 % )

8 6

( 1 . 3 % )

1 8

( 0 . 3 % )

6 , 3 7 6

( 1 0 0 % )

2 , 3 7 3

( 3 9 . 3 % )

1 , 3 7 2

( 2 2 . 7 % )

2 , 0 4 8

( 3 4 . 0 % )

5 9

( 1 . 0 % )

1 7 9

( 3 . 0 % )

6 , 0 3 1

( 1 0 0 % )

4 3 9

( 1 8 . 4 % )

3 0 3

( 1 2 . 7 % )

4 4 4

( 1 8 . 6 % )

1 , 1 4 0

( 4 7 . 8 % )

6 0

( 2 . 5 % )

2 , 3 8 6

( 1 0 0 % )

출원국가

출원인국적

<표5. 국가별연구개발참여기관수의증가추이> 

구분

1. 구간정의: 한국, 일본, 유럽특허출원년도' 9 2 ~ ' 9 6년( 1구간), '97~2001년( 2구간)
미국특허등록년도 ' 9 4 ~ ' 9 8년( 1구간), '99~2003년( 2구간)

기업 1 9 1 3 1 1 1 2 9 7 7 1 , 9 8 5 1 , 0 0 8 2 6 6 4 0 8 1 4 2 2 4 5 4 0 0 1 5 5

공공기관 3 1 1 8 3 7 3 9 2 1 3 2 4 1 1 8 1 7 9

대학 1 1 5 1 4 1 5 4 2 7 4 1 2 0 5 1 8 1 3 1 2 2 6 1 4

개인/기타 1 1 4 3 9 4 2 8 2 7 9 4 9 7 2 1 8 2 9 7 7 4 8 2 5 4 8 2 3

합계 3 4 5 9 6 5 6 2 1 , 4 4 7 2 , 7 9 5 1 , 3 4 8 3 1 3 5 2 7 2 1 4 2 9 0 4 9 1 2 0 1

외국기관수 1 1 8 5 0 9 3 9 1 6 3 1 1 , 6 0 6 9 7 5 1 0 0 1 3 2 3 2 4 8 7 7 1 5 2 2 8

1구간 2구간 증가수 1구간 2구간 증가수 1구간 2구간 증가수 1구간 2구간 증가수

한국 미국 일본 유럽

순위

<표4. 출원(등록)대상국가의국적별특허건수비교> 

1 한국 1 , 1 4 0 미국 1 5 , 2 2 1 일본 5 , 7 5 2 미국 2 , 3 7 3

2 미국 4 3 9 일본 3 , 1 4 1 미국 2 9 0 일본 1 , 3 7 2

3 일본 3 0 3 프랑스 8 4 0 독일 1 1 3 독일 6 9 4

4 프랑스 1 6 3 독일 7 2 6 한국 8 6 프랑스 6 0 9

5 독일 1 5 0 캐나다 3 4 7 프랑스 6 8 스위스 1 6 6

6 스위스 3 1 영국 2 3 5 영국 1 5 영국 1 6 2

7 영국 2 7 한국 2 1 7 스위스 9 네덜란드 1 1 3

8 네덜란드 2 5 대만 2 0 4 이탈리아 9 이탈리아 9 0

9 캐나다 1 7 네덜란드 1 6 0 스페인 5 캐나다 6 3

1 0 스웨덴 1 2 스위스 1 5 5 이스라엘 4 벨기에 6 1

1 1 호주 1 1 이탈리아 1 1 9 캐나다 4 한국 5 9

1 2 러시아 9 이스라엘 1 0 5 네덜란드 2 스페인 4 6

1 3 이탈리아 9 스웨덴 8 1 대만 2 이스라엘 3 5

1 4 노르웨이 8 호주 8 0 러시아 2 스웨덴 2 9

1 5 벨기에 7 벨기에 5 1 벨기에 2 호주 2 2

1 6 핀란드 5 덴마크 3 9 스웨덴 2 핀란드 2 0

1 7 룩셈부르그 5 싱가포르 3 9 인도 2 오스트리아 1 6

1 8 이스라엘 4 핀란드 3 9 중국 2 러시아 1 2

1 9 남아공 4 노르웨이 3 7 핀란드 2 아일랜드 1 2

2 0 대만 4 아일랜드 3 6 싱가포르 1 대만 8

기타 1 3 기타 1 8 0 기타 4 기타 6 9

한국특허 미국특허 일본특허 유럽특허

2 , 3 8 6건합계 2 2 , 0 5 2건 6 , 3 7 6건 6 , 0 3 1건

국가 건수 국가 건수 국가 건수 국가 건수

<그림4. 연구개발참여기관수의증가추이> 
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연구주체의특허전략분야를살펴보면,한국의기업은유럽

에서 특허활동이 상대적으로 활발하며, 공공기관은 미국을,

대학과 개인은일본을주요 대상으로 특허출원하는 것으로

분석되었다. 미국의공공기관은주요국(미국, 일본, 유럽)에서

특허활동이저조하나, 대학은자국뿐만아니라일본및 유럽

에서도활발한것으로나타났다.

유럽의기업은미국과일본에서특허활동이상대적으로활

발하며, 대학은 일본을주요대상으로 특허활동이 진행되고

있으며, 일본의 공공기관은주요국(미국, 일본, 유럽)에서특

허활동이활발하나, 대학의 경우주요국에서 저조한 것으로

조사되었다.

주요출원인으로는 I B M과 N E C이며, 이들회사는 N T분야

전 세계 기술혁신 리더로자국을제외한유럽(IBM: 118건,

NEC: 70건)과한국(IBM: 38건)에서도특허출원(등록)이활발

한것으로나타났다. 국가별기술혁신리더는미국은I B M사,

일본은 H i t a c h i사, 프랑스는 L ' O r e a l사, 한국은삼성SDI 등으

로나타나유럽을제외하고는I T관련대기업이상위1위를차

지하였으며, 한국은 한국전자통신연구원, 한국과학기술연구

원, 한국화학연구원등의공공기관부분의특허활동이활발한

것이특징이다.

Ⅲ N T분야한국의국제경쟁력

1. NT분야한국의위치

한국의 N T분야의위치를타 산업과비교하였을때 N T분

야는성장가능성이매우큰기술분야인것으로판단된다.특

정국가가 전체 산업분야 중에서상대적으로 집중하고 있는

기술분야를뜻하는상대중요도와전체산업분야에서상대적

인 성장분야를의미하는상대성장률로본 한국에서의N T산

업의위치는전체산업분야에서상대적으로미약하지만성장

가능성이매우큰분야로나타났다.

특히 I T분야는한국에서 강하면서 성장하고 있는 분야로

분석되고있으며, BT분야는전체산업분야에서차지하는위

치가미약하고, 성장률도상대적으로낮은것으로파악되었다.

<그림5. 전세계주요국의분야별특허활동동향> 

<그림6. 연구주체별주요국의특허활동동향> 

3) University of California : 1868년창설된미국C a l i f o r n i a州에있는9개의캠퍼스로이루어진주립(州立)종합대학군의총칭으로버클리·데이비스·어번·로스앤젤

리스( U C L A)·리버사이드·샌디에고·산타바바라·산타크루스, 그리고샌프란시스코등에캠퍼스를가지고있는종합대학

순위

<표6. 전세계국가별기술혁신리더Top10> 

미국 일본 유럽 한국

특허권자 건수 출원인 건수 출원인 건수 출원인 건수

1 I B M 6 4 2 H i t a c h i 5 0 8 L ' O r e a l ( F R ) 2 2 6 삼성S D I 1 1 5

2 X e r o x 5 6 0 N E C 2 4 3 X e r o x 1 2 2 로레알 9 3

3 3 M 5 0 3 J E O L 2 2 9 I B M 1 1 8 L G전자 8 3

4 N E C 4 3 3 S O N Y 2 1 0 1 1 7 삼성전자 7 6

5 M o t o r o l a 3 1 8 C A N O N 2 0 7 1 0 8 7 6

6 2 9 4 2 0 1 C A N O N 1 0 5 5 6

7 2 8 5 S e i k o 1 7 6 8 7 5 4

8 T o s h i b a 2 8 5 O L Y M P U S 1 7 1 7 6 3 9

9 2 5 2 1 5 4 N E C 7 0 I B M 3 8

1 0 2 4 2 F U J I T S U 1 3 6 H i t a c h i 6 8 일진나노텍 3 3

Matsushita 
E l e c t r i c
E a s t m a n
K o d a k

Micron 
T e c h n o l o g y

Advanced 
Micro Devices
E a s t m a n
K o d a k

University of
C a l i f o r n i a

한국전자
통신연구원
한국과학
기술연구원
하이닉스
반도체

한국화학
연구원

ROHM AND 
H A A S ( U S )
Sumitomo 
E l e c t r i c

Matsushita 
E l e c t r i c

Japan Science &
T e c h n o l o g y

3 )

<그림7. 한국의전산업에서N T분야의위치> 

[출처: STEPI. 주요신기술의혁신추이및경쟁력분석. 2003 참조]
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한국의N T분야의위치를과학기술과비교분석하였을때,

한국의연구개발은비교대상국중에서과학과기술의연계성

이 낮은국가로조사되었다. 이는연구개발수행전 관련논

문, 특허에대한선행기술조사활동및우수기술에대한인용

이주요국가와비교하여미흡한것으로판단된다. 반면, 캐나

다는 기초과학과 응용기술과의 상호 연계성이 높은 국가로

조사되었으며, 이는 캐나다의 경우 D-Wave Systems,

Factors R&D Technologies 등 기업과개인부문에서여타국

가보다논문을폭넓게활용하고있기때문인것으로드러났다.

시장확보 측면에서 한국의 N T분야의 위치를 살펴보면,

2 0 0 0년 기준전후 4년간의시장확보변화추이에서미국은

N T분야의시장을선점하고있는것으로나타났다. 시장력이

크게증가하고있는국가로는독일, 네덜란드, 벨기에등의유

럽국가이며, 한국은다소상승곡선을그리고있으나, 절대적

인측면에서미국과비교하면한국은시장확보측면에서미

국과약3배이상의차이를보이고있는것으로분석되었다.

시장력에대한전체평균( 1 0 . 7 6 )을상회하는국가는네덜란

드, 미국, 영국, 캐나다및호주등으로유럽과북미국가들위

주이지만호주의시장력이돋보인다. 이는호주의S i l v e r b r o o k

R e s e a r c h사의 해외특허출원과 특허라이센싱이 활발하게 진

행되고있기때문인것으로파악되었다.피인용에대한전체

평균( 5 . 9 7 )을 상회하는 국가로는 네덜란드와 미국으로 특허

의질적수준이높은국가이며, 미국과네덜란드는질적수준

이높은특허로전세계의시장을공략하고있는국가이며한

국은질적수준이낮으며시장력이적은국가로분석되었다.

2. 한국의기술영향력과그수준

전 세계의기술흐름을살펴본결과,N T분야기술의흐름

은미국을중심으로움직이고있는것으로나타났다. 전세계

국가가미국의기술을인용하고있으며, 미국은특허출원시

전세계국가의특허를모니터링하여자국내기술혁신을수

행하고있으며, 한국은 특허출원전미국( 4 9 . 9 % )과 일본( 3 1 . 2 % )

의특허를약8 0 %이상인용하고있으며, 특허등록후에는

미국, 일본, 대만, 독일등이한국의특허를모니터링하고있

는것으로파악되었다.

자국의기술을혁신활동에이용하고있는국가(기술자립

도가큰국가)는미국과일본이며프랑스, 독일역시타국가

에비해기술자립도가높은것으로나타났다.

또한, NT분야에서한국은현재연구개발의기간이짧고기

술영향력이미약한것으로분석되었다. 연구개발당시인용

한선행기술을의미하는Backward Citation은수치가낮을수

록기술초기단계이며, 높을수록연구개발기간이오래된국

가로한국의N T분야는연구개발기간이짧으며, 영국은 N T

분야의연구개발기간이가장오래된국가로조사되었다. 

연구개발성과가신규기술개발에얼마나영향을주었는지

는의미하는Forward Citation은그수치가낮을수록영향력

<그림8. NT분야주요국가별연구개발방향> 

<그림9. 시장확보측면에서본각국의시장력변화추이> 

<그림10. 주요국가별시장력과피인용비관계> 
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되었고, 또한등록건수순위는7위이나특허가피인용되는횟

수는1 2위이며피인용되는비율도여타국가와비교하여낮게

나타났다.

반면, 산업구조가 한국과유사한대만은미국특허출원강

화정책4 )을 기반으로 양적인 측면( 2 , 2 0 4건)에서는 한국과 유

사한 수준이고 질적인측면(인용)에서는 한국보다 2단계 높

게 나타나고있다. 그리고, 질적 수준이높게평가된국가인

네덜란드, 스위스의추이를살펴본결과네덜란드는최근들

어 피인용점유율이 다소줄어들었으나, 스위스는 질적성장

을유지하고있는것으로파악되었다.

이 약하고높을수록영향력이강하다는것을의미하는것으

로한국은기술영향력이약하며, 네덜란드는기술영향력이

매우높은국가로나타났다. 따라서한국은현재까지연구개

발 초기단계이고 기술 영향력에서도 아직은미약한것으로

분석되었다.

미국등록건수대비피인용빈도로본 국가별분포를살펴

보면, 미국은 양적·질적으로 높은 점유율을 나타내고 있고,

특히피인용되는횟수가7 9 %로타국가보다훨씬앞선N T분

야의리더이다. 일본은미국보다는뒤쳐져있지만전세계의

2위이고다음으로프랑스, 독일이며, 특히독일의경우최근

급속한양적·질적성장이이루어지고있는것으로분석되었다.

한국은전 세계에서기술수준이매우낮은것으로평가되

지만, 꾸준한양적·질적성장이이루어지고있는것으로분석

<그림11. 인용분석을통한국가별기술위치와영향력> 

4) 「대만의특허출원정책과그성과」(STEPI, 2003)

특허출원전인용한특허의특허권자국적 특허등록후피인용된특허의특허권자국적

<표7. 국가간상호기술의흐름> 

C H N L T W K R G B C A D E F R J P U S 국적 U S J P F R D E C A G B K R T W NL     CH

0.9 0.5 0.7 0.4 1.9 1.0 4.2 1.6 1 5 . 3 70.2 미국 78.7 9.4 1.0 2.5 1.1 0.9 1.4 1.4 0.5     0.5

0.3 0.1 1.1 1.5 0.9 0.6 2.5 1.2 49.8 40.4 일본 44.1 41.3 0.8 2.2 0.8 0.4 4.7 2.8 0.5     0.2 

1.1 0.5 0.6 0.4 2.1 0.9 5.5 20.9 15.9 48.8 프랑스 52.6 9.5 21.7 6.1 1.2 1.5 0.9 1.1 1 . 2 0.7 

1.1 0.9 0.6 0.5 2.0 1.3 17.3 2.8 16.5 53.0 독일 55.2 10.1 1.4 20.0 0.9 1.3 1.3 1.7 0.8     2.5 

0.5 0.4 0.2 0.3 3.1 5.9 3.7 2.8 1 5 . 4 61.0 캐나다 62.7 7.2 1.6 2.5 17.2 1.5 1.1 1.6 0.5     0.5 

0.6 0.5 0.3 0.1 7.9 2.1 5.2 2.8 14.4 60.2 영국 54.1 21.9 1.1 5.6 2.0 8.4 1.4 0.9 0.3     0.4 

0.2 0.1 3.2 6.6 1.1 1.4 2.6 1.3 31.2 49.9 한국 46.1 20.7 0.5 2.0 2.5 - 18.0 6.9 0.7     0.5 

0.6 0.2 13.7 5.2 0.9 0.6 1.0 1.0 22.2 51.5 대만 45.7 15.1 0.6 1.6 1.1 0.1 10.5 22.0 0.3      -

2.1 6.8 0.4 0.4 3.3 1.7 8.6 2.6 13.9 53.3 네덜란드 85.1 2.7 0.8 1.6 0.9 2.0 0.5 0.2 3.5     0.1 

10.3 0.6 0.2 0.4 3.1 1.1 5.3 1.6 15.4 57.4 스위스 60.4 7.6 3.8 7.0 2.0 0.9 0.3 0.5 1 . 4 9.6 

※본그래프를보는방법은표가운데국가는나노관련특허를등록한출원인의국적을의미하고이를기준으로좌우측을해석함
☞좌측상단에있는국가는특허출원전인용한선행문헌의출원인국적을의미하며, 우측상단에있는국가는등록된특허를피인용한출원인국적을의미함
☞화살표는좌측상단국가의선행문헌을인용하여나노관련특허를생산하고우측상단의국가들에게기술적파급을보여주는기술적순환구조를의미함
☞표안좌측의숫자는인용한특허의국가별점유율을표시한것이고, 우측의숫자는피인용한특허의국가별점유율을표시한것임

: 기술적자립도를의미함

<그림12. 구간별특허등록점유율과피인용점유율의국가간비교> 
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도의 시장을확보하였는지를 살펴보는 시장력(PFS; Patent

Family Size) 순위에서는캐나다, 네덜란드, 영국, 미국 등의

순서로나타나고있으며한국은1 1위 국가로조사되었고, 국

가의 기초과학력을 상대적으로 평가할 수 있는 과학력( S S ;

Science Strength) 순위에서는미국, 일본, 캐나다, 독일 등의

순서로나타났으며한국은8위국가로조사되었다.

이러한우리나라의 N T분야 연구개발 지표는 현재로써는

그리나쁜수준은아닌것으로파악될수있다. 그러나, 질적

인특허의확보가다소저조한점, 즉다시말하면국내의연구

개발수준은활발하나해외에출원하는기술은저조하여국

제특허나미국특허획득이저조한점을지적할수있다. 또한,

N T분야는 기초과학이바로산업과연계되는분야로기초학

문을연구하는대학의역할이매우중요하나그렇지못한것

으로드러났으며, 특히 연구개발초기단계에서 정부의 투자

가 매우중요하나정부의투자를대변하는공공기관의연구

성과는타 선진국과비교하여효율성이다소뒤처지는것으

로드러났다. 특히N T분야후발주자인우리나라는각기술분

야별연구주체의선택과집중에의한연구개발이타 국가에

비해역할분담이명확하지않은것으로드러나는등N T분야

의연구개발에있어몇가지문제점이나타났다.

하지만, NT분야는연구개발이시작되는단계이기에, 객관

적인데이터를활용한본분석을통해정책을입안하는입안

자는 ①「N T분야 지적재산권 확보방안」, ②「N T분야 기술분

야별선택과집중방안」, ③「국제공동연구 등을통한 기술력

증진방안」, ④「기술분야별 연구주체간 효율적인 역할 분담

방안」, ⑤「대학의기초과학진흥방안」, ⑥「연구기획시특허정

보활용방안」등을수립하여차기2단계“나노기술종합발전

계획”에 반영함으로써우리나라의N T분야연구개발수준을

한단계업그레이드할필요가있을것으로판단된다.

Ⅳ. 결론및시사점

지금까지특허를통한다양한접근과시도를통해우리나

라의연구개발성과와그수준을비교분석하였다. 이러한다

양한 분석결과를 요약하여 우리의 N T분야 국가 경쟁력을

S c o r e b o a r d로표시하면다음표와같이표시할수있다.

즉, 상위 1 2개 국가를대상으로양적·질적수준을고려한

기술력(TS; Technology Strength) 순위에서는미국이1위, 일

본이 2위, 다음으로프랑스, 독일, 네덜란드, 캐나다, 영국등

의순서로나타났으며, 한국은1 0위에랭크되었다. 또한한국

은 다등록순위7위국가이지만, 피인용분석을통한특허의

영향력(PII; Patent Impact Index) 순위에서는1 2위국가로나

타났으며, 네덜란드가가장영향력있는특허를보유한것으

로조사되었으며, 다음으로미국, 영국, 일본, 대만, 스위스등

의순서로조사되었다.

연구개발결과를해외에특허출원하여세계적으로어느정

<표8. 미국특허에서국가별기술수준순위> 

순위

1 미국 4 , 2 2 5 미국 9 , 4 2 5 네덜란드23.56 미국 2.75 미국 4 7 5 0 . 6 3미국 10673.50 

2 일본 9 3 8 일본 1,952 스웨덴13.00 대만 2 . 5 3 일본 6 6 2 . 6 4 일본 1 7 0 1 . 1 8

3 프랑스 2 4 1 프랑스 5 3 5 미국 12.25 핀란드2.21 프랑스1 2 3 . 1 3독일 3 0 6 . 8 3

4 독일 1 6 0 독일 5 2 6 핀란드 10.33 스위스2.19 독일 98.18 프랑스2 8 4 . 9 7

5 캐나다 8 5 캐나다 2 3 9 룩셈부르그 9.90 호주 2.19 네덜란드84.32 대만 173.21 

6 영국 6 6 한국 1 9 2 대만 9.71 아일랜드 2.16 캐나다74.69 캐나다153.42 

7 스위스 4 0 대만 1 6 6 캐나다 9.58 일본 2.11 영국 41.11 한국 117.54 

8 네덜란드 3 9 영국 1 3 8 이스라엘 9.54 싱가포르 1.83 대만 24.96 스위스93.20 

9 이탈리아 3 6 네덜란드 1 0 6 일본 7.70 노르웨이 1.83 스위스23.95 영국 77.53 

1 0 대만 2 8 스위스 1 0 3 영국 6.79 이스라엘 1.64 이스라엘22.75 호주 56.09 

1 1 이스라엘 2 6 이스라엘 7 7 벨기에 6.75 캐나다 1.56 이탈리아20.28 이스라엘 51.96 

1 2 한국 2 2 이탈리아 7 4 독일 6.69 한국 1.48 스웨덴 16.70 네덜란드 39.18 

1 3 스웨덴 1 4 스웨덴 6 4 스위스 6.53 독일 1.41 한국 9.27 이탈리아 32.58 

1 4 덴마크 1 1 호주 6 2 호주 6.45 영국 1.36 룩셈부르그 9.08 스웨덴 30.11 

1 5 호주 1 1 벨기에 4 1 이탈리아 6.14 프랑스 1.29 핀란드8.53 아일랜드 27.63 

1 6 룩셈부르그 1 0 싱가포르 3 5 프랑스 5.57 스웨덴 1.14 호주 6.51 싱가포르 26.39 

1 7 핀란드 9 아일랜드 3 1 덴마크 5.09 이탈리아 1.07 덴마크 5.14 핀란드 25.57 

1 8 벨기에 8 노르웨이 2 9 스페인 4.83 벨기에0.90 벨기에4.95 노르웨이 21.86 

1 9 노르웨이 6 핀란드 2 8 한국 4.59 네덜란드 0.90 스페인 2.66 벨기에15.26 

2 0 스페인 6 덴마크 2 2 노르웨이 0.50 덴마크 0.77 노르웨이 0.28 덴마크 7 . 0 1

9́ 4 ~́ 9 8 9́ 9 ~ 2 0 0 3 9́ 4 ~́ 9 8 9́ 9 ~ 2 0 0 3 9́ 4 ~́ 9 8 9́ 9 ~ 2 0 0 3

특허등록건수 피인용비 기술력지수

<표9. 주요국의기술경쟁력종합순위> 

기술력 건수 영향력 시장력 과학력

1 0 0건이상 T S P N P I I P F S S S

미국 1 1 2 4 1

일본 2 2 4 1 0 2

캐나다 6 5 7 1 3

네덜란드 5 9 1 2 7

영국 7 6 3 3 6

프랑스 3 3 9 6 5

독일 4 4 1 1 9 4

스위스 9 1 0 6 7 1 1

대만 8 8 5 1 2 1 0

이스라엘 1 1 1 2 8 5 9

한국 1 0 7 1 2 1 1 8

이탈리아 1 2 1 1 1 0 8 1 2

※특허건수는제1 특허권자를기준으로함
※구간 구분은 미국등록년도를 기준으로 2 0 0 3년에서 1 0년간( ' 9 4 ~ 2 0 0 3년)을 5년단위
('94~98, '99~2003)로나누어서분석함
※피인용비(CR ; Citation Rate) : Forward Citation을이용하여본특허가 차후에발생
하는특허에 얼마나응용되고있는지에대한특허의 유용성을파악하는지표로서, 피인
용비( C R )가높다는것은본특허가다른기술혁신에미치는영향력이높다는것을의미함
※기술력지수(TS; Technology Strength) : 특정국가(또는연구주체)의영향력지수( P I I )에
특허건수의가중치를곱한값으로써기술력지수가클수록기술력이높음을의미함

K O R E A  I N S T I T U T E  O F  P A T E N T  I N F O R M A T I O N기 획
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